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รังสีอัลตราไวโอเลตสูญญากาศสำ�หรับ
การทำ�ให้ผิวด้านและการใช้งานอ่ืน ๆ

ออกแบบและผลิตในประเทศอังกฤษ

ระบบการทำ�แห้ง Excimer



การทำ�ให้ผิวด้าน
• �แมตต์ล้ำ�ลึกพิเศษ @ 60 และ 85°
• �สัมผัสนุ่ม
• �ไม่จำ�เป็นต้องใช้สารเพิ่มความด้านเพื่อเพิ่ม

ความทนทานในการเคลือบผิว และช่วยทำ�ให้
กระบวนการทำ�งานง่ายขึ้น

• �เปิด / ปิดการเคลือบด้านได้ทันที
• �ใช้ร่วมกับขั้นตอน pre-gelling และการทำ�แห้ง

ขั้นสุดท้าย

การปรับเปลี่ยนผิวสัมผัส
• การเพิ่มพลังงานของผิวสัมผัส

ข้อมูลจำ�เพาะ

* ความยาวคล่ืน 222 & 308 นาโนเมตร มีให้เลือกหลากหลายตามความต้องการ

เคร่ืองสำ�หรับห้องปฎิบัติการแบบกำ�หนดเอง 
พร้อมใช้งานสำ�หรับการวิจัยและพัฒนา

ExciRay สามารถใช้ร่วมกับเครื่องทำ�แห้งด้วยแสงยูวี
สำ�หรับใช้ในห้องแลปเพื่อการควบคุมคุณภาพและการ
วิจัยพัฒนา

การใช้งานร่วมกันของหลอดเมอคิวรี่ หลอดแอลอีดี และ 
หลอด Excimer มีทั้งแบบมีหรือไม่มีก๊าซไนโตรเจน

เครื่องทำ�แห้งสำ�หรับห้องปฏิบัติการมีให้เลือกหลายขนาด
ทั้งหน้ากว้างและช่วงความเร็ว

กรุณาติดต่อ GEW สำ�หรับข้อมูลเพิ่มเติม

ระบบการทำ�แห้ง Excimer

กำ�ลังไฟฟ้าสูงสุด	 5 วัตต์/เซนติเมตร

ความยาวคล่ืนสูงสุด 	 172 นาโนเมตร*

ความเข้มแสงสูงสุดท่ีจุดโฟกัส	 65 มิลลิวัตต์/ตารางเซนติเมตร	

ความยาวสูงสุด 	 300 เซนติเมตร

ขนาดมาตรฐาน กว้าง 	 145 มิลลิเมตร x สูง 425 มิลลิเมตร

ระบายความร้อน	 ก๊าซไนโตรเจน	

มาตราฐานขณะปฏิบัติงาน	 40 องศาเซลเซียส (104 องศาฟาเรนไฮต์)

มาตรฐานความช้ืนสูงสุด	 ไม่มีการกล่ันตัวของหยดน้ำ�

ระบบหลอด ExciRay ของ GEW ใช้หลอดไดอิเล็กทริกแบริเออร์ดิสชาร์จ 
(DBD) เพื่อผลิตรังสีอัลตราไวโอเลตสูญญากาศกึ่งโมโนโครมาติก 
โดยทั่วไปจะอยู่ที่ 172 นาโนเมตร รังสีดังกล่าวถูกนำ�มาใช้โดยทั่วไปใน
กระบวนการเคลือบผิว ทำ�ให้พื้นผิวด้านและเรียบเนียน  การปรับเปลี่ยน 
แรงเสียดทานผิวเพื่อให้มีการยึดเกาะที่ดีขึ้น หรือเพื่อการทำ�ความสะอาดผิว 
เหมาะสำ�หรับอุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์์ (เซมิคอนดักเตอร์) 
และอุตสาหกรรมการแพทย์์

หลอด ExciRey ของ GEW สามารถผลิตได้ความยาวสูงสุด 255 ซม. และ
สามารถผสมผสานให้เข้ากับแอปพลิเคชันของคุณในรูปแบบที่กำ�หนดเองได้ 
รวมถึงให้ตรงตามข้อกำ�หนดสำ�หรับการควบคุมก๊าซไนโตรเจน

นอกจากนี้หลอด ExciRay ยังสามารถใช้งานร่วมกับระบบ UV ของ GEW 
ได้อย่างไร้รอยต่อ เพื่อใช้ในกระบวนการเจลลิ่งหรือการทำ�แห้งขั้นตอน
สุดท้าย เพื่อให้ GEW สามารถหาโซลูชันลดความเงาของสารเคลือบสำ�หรับ
กระบวนการผลิตของคุณ ด้วยทีมวิศวกรที่มากประสบการณ์ที่พร้อมปฏิบัติ
ตามมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล

หลอด ExciRay ของ GEW 



gewuv.in.th/exciray

1 	การเจลล่ิงล่วงหน้า: 395 นาโนเมตร ด้วยรุ่น LeoLED2
2 	การทำ�ให้พ้ืนผิวด้าน: 172 นาโนเมตร ด้วยรุ่น ExciRay
3 	การแห้งตัวข้ันสุดท้าย: หลอดเมอคิวร่ี ด้วยรุ่น NUVA2
4 	แผงควบคุมการปรับความสูง
5 	 ตู้ไนโตรเจน
6 	 ห้องอบไนโตรเจน (Inert)
7 	 ม่านนิรภัย
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กระบวนการลดความเงาด้วย ExciRay

การติดต้ังท่ัวไป

การติดต้ังแต่ละคร้ังจะปรับแต่งให้เหมาะสมกับเคร่ืองจักร
ของคุณโดยเฉพาะ การทำ�ผิวด้านสามารถทำ�ได้ท้ังแบบ
พ้ืนราบ (ตามภาพ) หรือบนลูกกล้ิงทำ�ความเย็น ข้ึนอยู่กับ
ลักษณะของเคร่ืองเคลือบ

ภาพด้านหลัง - ตู้ควบคุมไนโตรเจนอัตโนมัติ
เต็มรูปแบบ

ภาพมุมสูง - ห้องท่ีใช้กับก๊าซไนโตรเจนพร้อม 
หัวฉีดแบบปรับได้
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วัสดุที่ใช�ในการพ�มพ�

ชั้นฟ�ล�มที่แห�งตัวอย�างสมบูรณ�

การแหงตัวข้ันสุดทาย

หลอดเมอคิวร� ่
หร�อ แอลอีดี

การเกิดรอยพับขนาดเล็ก ทำให�เกิดพ�้นผิวด�าน

ExciRay Mattification Process

หมึกพ�มพ/สารเคลือบ

• หัวพนแบบชองสลอต 
• ลูกกลิ�ง
• อิงคเจ็ท
• การพนสารเคลือบ

การทำเจลลิ�งลวงหนา การทำใหผิวดาน

หลอดแอลอีดี 
หร�อ 

หลอดเมอคิวร�่

ฟ�ล�มเป�ยก ฟ�ล�มที่ผ�านการเจลลิ�งล�วงหน�า ผิวที่เร��มเกิดการโพลิเมอไรเซชัน
(แข็งตัวบางส�วน)

ExciRay
N²

N²N²
200nm

ไม่ได้เขียนตามมาตราส่วนจริง

20μm

กระบวนการที่ใช้ในการลดความเงาของผิวเคลือบสำ�หรับการใช้งานประเภทต่างๆ รวมถึงการลามิเนตตกแต่งเหมาะสำ�หรับพื้นและ
เฟอร์นิเจอร์, พื้น PVC, แผ่นไม้, ชิ้นส่วนพลาสติก, การเคลือบม้วน เป็นต้น

• �การเจลลิ่ง  (Gelling): เพื่อเพิ่มความหนืดของสารเคลือบบางส่วน ช่วยให้ทนต่อการพับตัวระดับไมโคร (microfolding) ที่เกิดจาก 
ExciRay ได้ดีขึ้น สามารถปรับพลังงานในขั้นตอนนี้เพื่อเปลี่ยนผิวสัมผัส ความเงา (ที่มุม 85°) และคุณสมบัติแบบนุ่ม โดยทั่วไปไม่จำ�เป็น
ต้องใช้ระบบไนโตรเจนอินเนิร์ท

• �การทำ�ให้ผิวด้าน (Mattification): รังสี UV ที่ความยาวคลื่น 172nm จากหลอด ExciRay จะทำ�ให้ชั้นบนสุดของสารเคลือบแห้งสนิท 
การหดตัวของชั้นเคลือบทำ�ให้เกิดรอยพับระดับจุลภาค ส่งผลให้พื้นผิวมีความด้านกระบวนการนี้จำ�เป็นต้องใช้ ไนโตรเจนอินเนิร์ท และไม่
สามารถทำ�ได้ทันที ต้องใช้เวลาในการพักก่อนเข้าสู่ขั้นตอนอบแห้งสุดท้าย

• �การแห้งตัวขั้นสุดท้าย: พลังงานจากหลอดเมอคิวรี่หรือหลอดแอลอีดีที่มีพลังงานสูงจะช่วยทำ�ให้สารเคลือบแห้งตัวได้ดียิ่งขึ้นจนถึงชั้นใน
สุด คุณสามารถเลือกใช้ก๊าซเฉื่อย (inerted) ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการการใช้งาน
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ประเทศอังกฤษ +44 1737 824 500    เยอรมนีี +49 7022 303 9769    
สหรัฐอเมริกา +1 440 237 4439
E sales@gewuv.com	 W gewuv.in.th  

สำ�นักงานใหญ่่
GEW (EC) Limited, Crompton Way, Crawley RH10 9QR, UK

GEW (EC) Limited และผลิตภัณฑ์รวมถึงบริการท้ังหมดของบริษัท อยู่ภายใต้การคุ้มครองตามเคร่ืองหมายการค้า, สิทธิบัตร และคำ�ขอสิทธิบัตร (Patent applications) 
ระดับนานาชาติหลายรายการ การออกแบบและข้อกำ�หนดอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

บริการตรวจสอบระยะไกล GEW
ระบบตรวจสอบระยะไกลซึ่งใช้เทคโนโลยี 

IoT ที่ติดตั้งมาเป็นมาตรฐานในทุก
ระบบ GEW RHINO/RLT UV และ
ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน 
Industry 4.0

ระบบทั้งหมดเหล่านี้ถูก 
ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อ

ให้มั่นใจว่าทำ�งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด ตลอด 24 ชั่วโมง 

ทุกวัน ตลอดทั้งปี (24/7/365)

ด้วยเทคโนโลยีนี้ช่วยให้ GEW สามารถให้บริการตอบสนองที่
รวดเร็วและแม่นยำ�ที่สุดในอุตสาหกรรม

รายงานประสิทธิภาพของระบบ
ระบบจะบันทึกการใช้งานผ่าน Event Log อย่างต่อเนื่อง และ
จัดทำ�รายงานให้ลูกค้าเป็นระยะ ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลการใช้
พลังงาน, ประสิทธิภาพของเครื่องพิมพ์ และภาพรวมของระบบ

ไม่ต้องกังวล.... ทีมงานของเราพร้อม
ดูแลคุณ

ระบบควบคุมแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า 
RHINO

แหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้า RHINO/RLT (PSUs) ให้กระแสไฟที่
เหมาะสมกับหลอดเมอคิวรี่หรือ LED ในขั้นตอน pre-gelling 
และ final cure โดยหม้อแปลงของ ExciRay จะติดตั้งรวมอยู่
ในตู้ RHINO และระบบทั้งหมดควบคุมผ่านหน้าจอสัมผัสเดียว 
สะดวกต่อการใช้งานแบบครบวงจร (Turnkey Solution)

รับประกัน 5 ปีี
การเลือกใช้แพ็กเกจ GEW’s embedded service ช่วยเพ่ิมความม่ันใจ ความน่าเช่ือถือของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของ 
GEW และช่วยลดต้นทุนการบำ�รุงรักษาท่ีไม่ได้วางแผนไว้  GEW ผู้จัดจำ�หน่ายระบบ UV เพียงรายเดียวท่ีเสนอการรับ
ประกันในระดับน้ีสำ�หรับระบบท้ังหมด


